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Sposih wieloekspansyjnego edealania wody

1

Przedmiotem wynalazku jest sposob wieloekspansyjnego
odsalania wody, zwlaszczs wmozliwiajacy latwg regulacje
procesu.

Sposéb odsalania wody odnosi si¢ do wicloekspansyjnego
albo nazywanggo inaczej wielokrotnego rozprezania,
ktory jest réwnoczesnje podatny na regulacje procesu
-odsalania. W sposobie wedlug wynsglazku prowadzi sie
w urzadzenju regulacj¢ poziomu roztworu wody brakicznej
lub kondensatu w stopniach odparowujgcych wieloekspan-
syjnego procesu odsalania.

Wieloekspansyjne, termiczne procesy odsalania znane
s3 zasadniczo jako skladajace si¢ z serii rozprezen, w okre-
$lonej ilosci kolejnych stopni, strumienia wody brakicznej,
‘przy zmniejszajacym sie stopmiowo ciénieniu w makeesie
temperatur zawartych rwykle pemiedzy 125°C a 25°C.
Opary wciagane do kazdego pojedynczego stoppia odpare-
wania ulegaja kondemsacji na powierzehnl chlodzencj
przez strumich zimnej wody beakiczaej, ktdra ogrzewa sig,
‘za§ otrzymany kondensat jest decelowym produktem
— slodkq wods.

Jedng z powainiejszych nledogodnofci tego rodrzaju
instalacji jest problem transportu wody brakicznej i wody
kondensacyjnej z jednego stopnia do nastgpmego, lub ich
opréznianie, bez wywolania bardzo duzego gromadzenia
si¢ roztworu w poszczegélnych stopniach. Przemieszczanie
roztworu z jednego stopnia do nastgpnego dokonuje sie
'ZaZWYyCzaj Za pomocy przelewu zatopionego.

Przy rozprgianiu nast¢puje rozproszenie si¢ energii

-ciénienia statycznego roztworu i mozliwej do uzyskania
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wysokosci hydesulicznej. W takim prezypedku, eo hatwo
mofna Zasweiy<, male smisny narcagnia praeplywu cigczy
wywolilit Znacane smiaay poziomu diecry w poszczeghlaych
stopaisch, c7ego rexultatem jest bardzo duse nagromadrgnic

sig moptworu lub, przeciwnie, creiciowe oprbiniemie sig

stopnia z przeplywem oparéw de stepniz nassepacge.
Wkisd staje si¢ niestabilay i wudny do regulacji., Z tego
wzgledu deiy sig do tegn, sby imstalacie takic pracesaly
pod rygorystyczaic -stalym ebeigieniom, a poszcaeghine
stopnic. odparowywania zaopatruic sig W zamknigte ot-
wory, Pozwalajece na regulscic poziomu roxeworu: dopro-
wadzanego z zewostrz. Podcras ekspsnsii plyou w ralanym
prrslewic, weda brakiczns i wymworzena para (worzg
mieszaning ciecz-para, co powoduje obniZenie si¢ ciggnm
wisdciwegy royeworn i dslsze utrudnienie w sterowaniu
procesem destylssii.

Celem wynslazku jest padanic sposobu, ktéry eliminsuje
niestshilmoé¢ dzislanis znsmych instelacii, czynjac je po-

_datnymi na regulaci¢ przez wumoiwienic latwego i bez-

piecznggp SIeLOWANIR DOZIQMEm [OZIWOTW W Stapniach
odparowywania instalacjii wieleekspansyine.

el wynalazka osiqgnigto przez oprecowanic spesobit
wiclockspansyjnego odsalania wody, w kuorym wstgpoy
stopiers odparewania prowadzi si¢ w urzadzeniu regulaci
poziomu wody brakicznej albo kondemsaty, mejgceso
wymiary odpowiadajace wymiarom plyty rozdzielajacej
oba kolejne stopnie i wielko$ci dna stopnia i majgcego
w goérnej swojej czesci szczeliny, korzystnie prostokatne,
pozwalajace na wigksze od nominalnego natgZenia przeply-
wu, a w komorze wstgpnej prowadzi si¢ proces ciagly,
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w warunkach odparowywania, podczas pracy instalacji pod

obcigzeniem nominalnym lub mniejszym.

. Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykladzie
wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 i 2 przedstawiajgq
fragment instalacji wielostopniowego odparowywania, w kt6-
rej przy wejéciu do kazdego pojedynczego stopnia umiesz-
czono urzgdzenic do automatycznej regulacji, zaréwno dla

" strumienia wody brakicznej jak i kondensatu, schematycznie
fig. 3 i 4— urzadzenie stanowigce wstepny stopie od-
parowania. Schematycznie wstgpny stopieri 1 odparowy-
wania majacy $écifle okre§long wielko§¢ i przylegajacy
z jednej strony do rozdzielajacej plyty 2, pomiedzy danym
stopniem odparowywania i nastepnym, a z drugicj do dna 3
tego stopnia. W gémej czedci komory wstepnego stopnia 1
odparowania s3 usytuowane szczeliny 4, korzystnie o prze-
kroju poprzecznym prostokatnym. Szczeliny 1 majg wy-
miary pozwalajace na wigksze od nominalnego nat¢zenie
przeplywu, przykladowo od 20 do 30%, przy spadku
ciénienia 4P réwnym sumie rézmicy ciéniern P,P,, gdzie P,
i P, 8q citnieniami panujacymi w dwéch kolejnych stopniach,
i réwnowaimej réimicy wysokosci hydraulicznej y4H,
gdzie y jest wladciwym cigzarem roztworu, a 4H, jest réz-
nicg pozioméw w dwéch kolejnych stopniach.

Powierzchnia przekroju poprzecznego przelotu w dolnej,
zamknigtej cz¢éci 8 jest duZa tak, Ze spadek ci¢nienia roztwo-
ru jest pomijalnie maly. W tych warunkach urzadzenie
dziala jak uwidoczniono na fig. 3. Spadek ciénienia jest
zlokalizowany na szczelinach, a odparowanie zachodzi
u ich wylotu. Przy zmniejszeniu obcigZenia do wartosci
nominalnej lub mniejszej, komora od strony doplywu
opréznia si¢, a wysoko$¢ hydrauliczna staje:si¢ ujemna.
Umotzliwia cieczy wypelnienie szczelin wylotowych cieczg

tylko kosztem jej energii ci$nieniowej, przechodzac w ten -

spos6b w stan przesycenia, co powoduje powstanie pary.
Powstala para, dzicki swojéj wigkszej objetosci wlasciwej
w stosunku do roztworu, zajmie -czeé przekroju szczelin
i przejmie szczeling przeznaczone dla cieczy. Uklad
zmierza do samoregulacji, zapobiegajgc  opréinieniu
stopnia, a jednoczefnie jest hamowany przeplyw oparéw
z komory do nast¢pnej, jak réwnicz hamowane s3 towarzy-
szace objawy niestabilnosci.

Na fig. 4 uwidocznione poziom roztworu w trakcie
normalnej pracy, w wstepnym Sstopniu odparowywania
roztwér wznosi si¢ na wysokodé wynikajaca z wlasnego
cinienia ‘parcislnego, przy czym wysoko$¢ ta jest wyzsza
niz poczytkowa oraz powoduje wyplyw oparéw. Zajmuje
c2¢4¢ przekroju poprzecznego przeznaczonego dla doplywu
cieczy i ustala poziom roztworu dzialajac jak zawér regula-
cyjny.

Jak opisano, szczeling majg wymiary umozliwiajgce
wickszy od nominalnego przeplyw objgtosci cieczy, a komora
wstepna pracuje stale w warunkach odparowywania, pod-
czas pracy pod obcigzeniem nominalnym lub niZszym.

PrZyklad I. Majagc dane nastepujace warunki po-
miedzy dwoma Kkolejnymi etapami: temperature t,
=83°C i t, = 80°C natg¢ienie przeplywu cieczy L =
67000 kg/h 66,614 kg/h nateZenie przeplywu pary wodnej
V=0 V =2386 kg/h réinica ciéniei pomi¢dzy dwoma
etapami 4H =458 mm H,O. Obliczenie etapu odparowy-
wania rutowego:
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Entalpia H,O w temperaturze 83°C  Q,=82,96 kcal kg
Entalpia H,O w temperaturze 80°C  Q,=79,95 kcal kg
Réinica entalpii Q =:3,01 kecal kg
Cieplo parowania wody w temperaturze 80°C H, =
=551,2 keal kg

Hos$¢ wytworzonej pary wodnej = 3,01/551,2 = 0,0055 kg
pary H,0 /kg H,0

Calkowita ilo§¢ wytworzonej pary wodnej = 67000 X
x 0,0055 = 386 kg/h. )

Przyjmujqc jako poziom zerowy cieczy poziom szczelin,
przy wymienionych warunkach stwierdzono eksperymen-
talnie, ze wspolczynnik wyplywu ¥ ma wartoéé 0,75 tak,
Ze calkowita powierzchnia przekroju poprzecznego szczelin
jest wyliczona jak nastgpuje:

Predkoéé wyplywu V = '/2 gdH m/s
Natgzenie przeplywu q = PVS = 'S /2 g 4H m*/s

Poniewaz gesto$é¢ wody w temperaturze 83 °C wynosi y =
= 970 kg/m3, calkowita powierzchnia S przekroju poprzecz-
nego szczelin réwna sig;

q _ 67000 _
v V2g 4H 73600 0575-19,62-0,458-970-3600

= 0,00853 m?.

Calkowita powierzchnia przekroju poprzecznego szczelin
ma 8530 mm?, Wykonane jest 29 szczelin majacych kazda
wysoko$¢ 98 mm i szeroko$¢ 3 mm. .

Przyklad II. W przypadku, gdy nat¢Zzenie przeplywu
cieczy zwigksza si¢ do 75000 kg/h oraz réimica ciénieri
pomi¢dzy dwoma etapami ma stala wartod¢ 458 mm H,0,
jak - poprzednio, przy stalym przekroju poprzecznym
szczelin wspélczynnik wyplywu ¥ jak stwierdzono do§wiad-
czalnie, ma warto§¢ 0,758. Réznica pozioméw cieczy w ko-
morze, w ktérej ciSnienie ma wyzszg warto$c jest:

S=

q _ 75000
wy2gys-3600 0,758-19,62-970-3600-0,00853

VA=

stad
V4H = 0,7499i 4H = 0,563 m.

Jak przedstawiono to w przykladzie I wzrost réinicy
pozioméw cieczy jest 0,563 — 0,458 = 0,105 m.

Nalezy zaznaczy¢, ze warunki pracy jak temperatura
i ciénienic s3 stale w procesie odsalania, niezaleznic od
zmian natezenia przeplywu plynu.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb wieloekspansyjnego odsalania wody, zwlaszcza
umozliwiajgcy latwg regulacje procesu, znamienny tym,
Ze wstepny stopient odparowania prowadzi si¢ w urzadzeniu
regulacji poziomu wody brakicznej albo kondensatu,
majacego wymiary odpowiadajace wymiarom plyty rozdzie-
lajgcej oba kolejne stopnie i wiclkoéci dna tego samego
stopnia i majacego w gérnej swojej czesci szczeliny, ko-
rZystnie prostokqtne, pozwalajgce na wigksze od nominalne-
g0 nateZenie przeplywu, a w komorze wstepnej prowadzi
si¢ proces ciagly, w warunkach odparowywania, podczas
pracy instalacji pod obciaZeniem nominalnym lub mniej-
szZym.



111 885




111 885

|2

‘LDD Z-d 2, z. 665/1400/81, n. 115+20 egz.

Cena 45 1zl



	PL111885B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


